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Процессы зарядки диэлектрических материалов при их облучении заряженными частицами вызывают большой интерес в радиационной физике, в космических исследованиях и во многих практических приложениях. 
Наши эксперименты [1, 2] показали значительное увеличение коэффициент ионно-ионной эмиссии для массивных диэлектрических мишеней в процессе зарядки ионными пучками. Так в наших экспериментах коэффициент выхода положительных ионов из диэлектрических материалов лежит в диапазоне от 0,2 до 1, что является аномально высоким значением.
Основной целью этого эксперимента является установление связи между ростом эмиссии положительных частиц и величиной поверхностного потенциала. Для выяснения причин увеличение эмиссии был проведен ряд экспериментов с плёночными диэлектриками различной толщины на проводящей подложке, поскольку величина поверхностного потенциала зависит от толщины этих диэлектриков. В этих экспериментах с целью устранения аппаратного эффекта от выбитых вторичных электронов из полусферического коллектора частиц, была проведена его модернизация. 
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